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近年大気圧プラズマを生育中の作物に照射する農

業応用（殺菌，成長促進，抵抗性誘導 等）が着目さ

れている．これら農業応用では，プラズマの直接暴露

より広範囲に影響が及ぶ，噴霧ガスに含まれる化学種

の有効利用が期待されている[1]．空気プラズマは

NxOy化学種の生成に有利且つプラズマの生成コスト

を抑えられるため，農業応用に期待できる． 
本研究では，大気圧空気プラズマの噴霧ガスの組成

制御を目的として，ナノ秒パルス（NS pulse）を交流

高電圧(AC)に重畳する（図 1）．放電電極構造は同軸

円筒状で，内径 4mm の石英管を誘電体として用い誘

電体バリア放電（DBD）を石英管内部に生成する．ナ

ノ秒パルス電源と AC 電源は並列に接続され，ナノ秒

パルスの印加位相は制御されている．図 2 に電荷-電
圧リサージュを示す．AC-DBD の典型的なリサージュ

と異なり，ナノ秒パルス放電の重畳により，リサージ

ュは大きく歪む．図 2 ではナノ秒パルスは交流正弦波

(500Hz)の 0°と 180°に印加されており，ナノ秒パル

スにより石英管内の電場がほぼ消失するためである． 
プラズマ中の水分子は水酸基ラジカル(OH)の生成

と，噴霧ガス中で応用上有用な HxNyOz の生成が期待

できる．OH は最終生成物の組成を決定する重要なラ

ジカルであり，OH のレーザ誘起蛍光法(LIF）を用い，

AC＋NS pulse の OH 生成を観測した．OH (A-X)遷移

の(1,0)バンド(282 nm)中の P1(2)で励起し，310 nm バ

ンドパスフィルターを通して蛍光を ICCD カメラで

観察した(図 3)．OH の蛍光は放電部下流 20 mm ~ 40 
mm で観察しており， OH ラジカルが噴出している様

子が確認できた．ナノ秒パルス印加に伴い OH の蛍光

強度が増大しており，ナノ秒パルス重畳による OH 生

成量および輸送量の増加が示唆された．FT-IR による

吸収分光から NO2 の生成が確認されており，気層中

で HNO3, HOONO 等の生成が期待される． 
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Figure 1. Experimental apparatus for 
atmospheric pressure discharge with AC 
and nanosecond pulse (AC+ NS pulse). 

Figure 2. Charge - Voltage Lissajous of AC 
DBD and AC + NS pulse DBD. 

Figure 3. OH-PLIF image at the exit of the 
wet-air plasma jet (a): powered by AC, (b): 
powered by AC + NS pulse. 
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